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європію з САФ лігандом – 
 
як проміжний між квадратною антипризмою та трикутним 

додекаедром ((D2d)). Комплекси з HL
3 

термічно стійкіші за комплекси з 

карбациламідофосфатами. Значення енергії найнижчого триплетного рівня лігандів 

становить 22883 cm
-1

 для комплексів [Ln(L
1
)2bpy2]BPh4, 23584 cm

-1
 для комплексів 

[Ln(L
2
)2bpy2]BPh4 і 22727 cm

-1
 для [Ln(L

3
)2bpy2]BPh4. Всі одержані комплекси європію та 

тербію демонструють інтенсивну f-f люмінесценцію, сенсибілізовану лігандами. Час життя 

люмінесценції за кімнатної температури має найвище значення у випадку комплексу 

[Tb(L
3
)2bpy2]BPh4, найнижче – у випадку [Eu(L

2
)2bpy2]BPh4. Криві спаду люмінесценції 

описуються моноекспоненційними функціями. Для сполук з HL
1
 час життя складає 1.69 і 

1.79 мс у випадку Eu і Tb, відповідно; з HL
2 

– 1.32 мс для Eu і 1.65 мс для Tb [1]; з HL
3 

– 1.8 

мс для Eu і 2.09 мс для Tb. Розрахований внутрішній квантовий вихід комплексів європію 

становить: із лігандом HL
1 

54%; із лігандом HL
2
 – 55%; із лігандом HL

3 
– 63%. Таким 

чином, показано, що зміна ліганду в катіонних комплексах [Ln(L
1-3

)2bpy2BPh4 впливає на їх 

структурні, термічні та спектральні властивості. Найкращі термічні та люмінесцентні 

властивості продемонстрував комплекс із САФ лігандом. 
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Хімічне полірування напівпровідникових матеріалів відбувається в агресивних 

середовищах, що містять різноманітні хімічні реагенти. РН середовища грає важливу роль у 

регулюванні хімічного полірування, оскільки він впливає на характер реакцій, швидкість 

видалення матеріалу та якість поверхні. 

Підвищення рН може призвести до іонізації доданих реагентів та утворення іонів, що 

сприяють більш швидкому та ефективному видаленню матеріалу. Однак високий рН може 

також спричинити побічні ефекти, такі як дефектність поверхні або нерівномірне 

зношування матеріалу. 
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З іншого боку, низький рН може сповільнити хімічну реакцію, але зменшити 

ймовірність побічних ефектів. Оптимальний вибір рН залежить від конкретних умов 

полірування та властивостей матеріалу. 

Дослідження показують, що рівень рН може впливати на рівномірність та якість 

поверхні напівпровідникових матеріалів. Контрольований рівень рН є важливим для 

забезпечення однорідного та ефективного полірування, що є ключовим фактором у 

виробництві високоякісних напівпровідникових пристроїв [1]. 

Під час обробки поверхні матеріалів хімічним методом полірування, що є важливою 

частиною технології виготовлення різних приладів, виявлено, що наявність дефектів, таких 

як дислокації чи мікротріщини, може впливати на надійність та якість приладів. Для 

хімічно-динамічного полірування матеріалів часто використовуються різні склади 

травильних розчинів. 

Витримка поліруючих розчинів навіть протягом досить тривалого часу після 

приготування (до 180 годин) не впливає на їх полірувальні властивості. Після фінішного 

хіміко-динамічного полірування (ХДП) поліровані пластини можна зберігати у 

диметилформаміді (ДМФА) протягом декількох тижнів [2]. Результати металографічного та 

профілометричного аналізів поверхні зразків після травлення свідчать про перспективність 

розроблених травильних композицій для ХДП монокристалів CdTe та Znx Cd1-xTe, де 

шорсткість полірованої поверхні становить Rz≤0,05 мкм. 

Оптимізовані склади поліруючих травників характеризуються низькими швидкостями 

травлення (1,7-8 мкм/хв) і можуть бути використані для контрольованого зменшення 

товщини пластин напівпровідників до заданих розмірів, хімічної обробки тонких плівок та 

фінішного полірування поверхні. Розроблені бромвиділяючі травильні композиції мають 

ряд переваг порівняно з традиційними бромвмісними травниками, зокрема: уникнення 

використання токсичного вільного Br2; можливість готування травильних композицій 

навіть при кімнатній температурі; регулювання швидкості хімічного розчинення шляхом 

введення до складу травників різної кількості органічних кислот і в‘язких розчинників; 

отримання високої якості полірування [3]. 

Сьогодні використання йодо-вмісних травників вважається пріоритетним. Вони 

володіють полірувальними властивостями з низькими швидкостями травлення та надають 

поверхні напівпровідників характерний дзеркальний блиск. 
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